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(57)【要約】
【課題】画素外周部で発光層の膜厚が薄くなることを防
いで、この部分に過大電流が流れることを防ぎ、発光特
性と発光寿命に優れた有機ＥＬディスプレイおよびその
製造方法を提供すること。
【解決手段】基板２上に陽極３、有機発光媒体層５、陰
極６をこの順に形成し、かつ、有機発光媒体層５が陽極
側に正孔注入層７、その反対側に発光層９を備えている
有機ＥＬディスプレイにおいて、正孔注入層を少なくと
も１種類以上の繰り返し構造を持つ高分子材料で構成し
、画素内の短辺方向の膜厚プロファイルが、中央が厚く
周辺部が薄くなる凸形状であって、その凸部頂点と底辺
との高さの差が１０～３０ｎｍの範囲とし、他方、前記
発光層は繰り返し構造を持たない低分子発光材料で構成
する。正孔注入層の上の発光層の膜厚プロファイルが改
善され、画素外周部で発光層の膜厚が薄くなることを避
けることが可能となる。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に第１電極、有機発光媒体層及び第２電極をこの順に形成して構成され、前記有
機発光媒体層を画素ごとに駆動して画面表示する有機ＥＬディスプレイであって、前記有
機発光媒体層が多層構造を有しており、かつ、前記有機発光媒体層が前記第１電極側に正
孔注入層を備え、その反対側に発光層を備えている有機ＥＬディスプレイにおいて、
　前記正孔注入層は、少なくとも１種類以上の繰り返し構造を持つ高分子材料で構成され
ており、画素内の短辺方向の膜厚プロファイルが、中央が厚く周辺部が薄くなる凸形状で
あって、その凸部頂点と底辺との高さの差が１０～３０ｎｍの範囲であり、
　前記発光層は繰り返し構造を持たない低分子発光材料で構成されることを特徴とする有
機エレクトロルミネッセンスディスプレイ。
【請求項２】
　前記正孔注入層と発光層とをノズルプリント法で形成することを特徴とする請求項１に
記載の有機エレクトロルミネッセンスディスプレイの製造方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機薄膜のエレクトロルミネッセンス現象を利用した有機薄膜エレクトロル
ミネッセンスディスプレイ（以下、「有機ＥＬディスプレイ」という）に関するものであ
る。
【背景技術】
【０００２】
　有機ＥＬディスプレイは、その面内に複数の有機ＥＬ素子を配列し、これら有機ＥＬ素
子を画素として各別に駆動することによって画面表示するディスプレイである。そして、
この有機ＥＬディスプレイは、透明基板上に陽極層、有機発光媒体層、陰極層を順に積層
した構造を有する自発光型素子である。そして、この有機ＥＬディスプレイが、次世代パ
ネルとして期待され実用化が進んでいる。
【０００３】
　有機ＥＬディスプレイの有機発光媒体層は、単層構造から構成される場合もあるが、一
般には、複数の層を積層した多層構造を有している。例えば、陽極層側から順に、正孔注
入層、正孔輸送層、発光層を積層して構成される多層構造の有機発光媒体層である。
【０００４】
　そして、有機発光媒体層を構成するこれら各層を形成する方法は、その材料に応じて異
なり、蒸着法と湿式法の２つに大きく分類される。低分子材料を用いる場合は、抵抗加熱
方式などの真空蒸着法が用いられる。正孔注入層に銅フタロシアニン、正孔輸送層にＮ，
Ｎ’－ジ（１－ナフチル）－Ｎ，Ｎ’－ジフェニル－１，１’－ビフェニル－４，４’－
ジアミン、発光層にトリス（８－キノリノール）アルミニウムを、それぞれ１０～１００
ｎｍ程度の厚みで積層した有機発光媒体層が典型的な例として挙げられる。これら低分子
材料を用いる有機ＥＬディスプレイの製造のためには、複数の蒸着釜を連結した真空蒸着
装置を必要とし、生産性が低く製造コストが高いなどの問題点があった。
【０００５】
　これに対し、有機発光媒体層を構成するこれら各層の材料としてデンドリマー材料や高
分子材料を用いる場合は、材料を溶液化できるので湿式法が用いられる。前述の低分子材
料を用いた有機ＥＬディスプレイと比較して、大気圧下での製膜が可能であり、生産性が
高く製造コストが安いという利点がある。
【０００６】
　湿式法を適用した製造方法においては、インクジェット法やノズルプリント法等が挙げ
られ、例えば、特許文献１に説明されている。また、インクジェット法やノズルプリント
法を適用する場合の他に、活版印刷やスクリーン印刷、オフセット印刷、グラビア印刷等
の種々の印刷技術を適用した製造方法も提案されている。（例えば、特許文献２参照）
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　インクジェット法やノズルプリント法などの湿式法を適用し、発光層には低分子発光材
料を用いて作製した有機発光媒体層の断面の膜形状を図１に示す。各表示画素間の境界領
域に突出して設けられた隔壁表面の特性（撥液性）や、有機材料からなる塗布液の溶媒成
分に起因する表面張力や粘度、塗布液を塗布した後の乾燥方法等に起因して、隔壁４の側
面に沿って塗布液の「這い上がり現象」が起こる。この現象により画素外周部で発光層９
の膜厚が薄くなる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００１－７６８８１号公報
【特許文献２】特開２００１－１５５８５８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　画素外周部で発光層の膜厚が薄くなることにより発光層の膜厚が薄い領域に過大な発光
駆動電流が流れることになるため、発光が強くなり、画素外周部の発光層の劣化が激しく
、有機ＥＬディスプレイの発効効率低下や発光寿命を縮める一因となる。
【０００９】
　そこで、本発明は上述した問題点を鑑み、画素外周部の発光を緩和し、発光特性に優れ
た有機ＥＬディスプレイおよびその製造方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　すなわち、請求項１の発明は、基板上に第１電極、有機発光媒体層及び第２電極をこの
順に形成して構成され、前記有機発光媒体層を画素ごとに駆動して画面表示する有機ＥＬ
ディスプレイであって、前記有機発光媒体層が多層構造を有しており、かつ、前記有機発
光媒体層が前記第１電極側に正孔注入層を備え、その反対側に発光層を備えている有機Ｅ
Ｌディスプレイにおいて、
　前記正孔注入層は、少なくとも１種類以上の繰り返し構造を持つ高分子材料で構成され
ており、画素内の短辺方向の膜厚プロファイルが、中央が厚く周辺部が薄くなる凸形状で
あって、その凸部頂点と底辺との高さの差が１０～３０ｎｍの範囲であり、
　前記発光層は繰り返し構造を持たない低分子発光材料で構成されることを特徴とする有
機エレクトロルミネッセンスディスプレイである。
【００１１】
　また、請求項２の発明は、前記正孔注入層と発光層とをノズルプリント法で形成するこ
とを特徴とする請求項１に記載の有機エレクトロルミネッセンスディスプレイの製造方法
である。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、正孔注入層の短辺方向の膜厚プロファイルが、中央が厚く周辺部が薄
くなる凸形状であるから、このような形状の正孔注入層の上に湿式法で形成される発光層
は、その短辺方向の膜厚プロファイルが従来に比較して改善され、画素外周部で発光層の
膜厚が薄くなることを避けることができる。そして、このため、画素外周部に過大な発光
駆動電流が流れることを防いで、有機ＥＬディスプレイの発光寿命を延ばすことが可能と
なる。
【００１３】
　ところで、後述する比較例１から分かるように、正孔注入層の凸部頂点と底辺との高さ
の差が大きくなると、この上に設けられた発光層が正孔注入層の表面形状に追従できなく
なって発光層の膜厚が不均一となり、反って発光層膜厚が薄くなる領域で過大な電流が流
れ、発光特性や発光寿命の低下を引き起こすことがある。しかしながら、本発明において
はその差を１０～３０ｎｍの範囲としているから、その差に起因する発効効率の低下も生
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じない。
【００１４】
　なお、本発明に係る正孔注入層は、少なくとも１種類以上の繰り返し構造を持つ高分子
材料で構成されているから、正孔注入層を前述のような膜厚プロファイルに形成すること
が容易である。他方、発光層は繰り返し構造を持たない低分子発光材料で構成されている
から、湿式法で形成した場合、その塗布膜が正孔注入層の膜厚プロファイルの影響を受け
易くなり、その膜厚プロファイルを均一化して、画素外周部で薄くなることを避けること
が容易である。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】従来技術における有機ＥＬディスプレイの有機発光媒体層の断面を示す概略図
【図２】本発明の実施形態における有機ＥＬディスプレイの断面を示す概略図
【図３】本発明の実施形態における正孔注入層の膜厚プロファイル（膜形状）を示す概略
図
【図４】本発明の実施形態におけるノズル塗工装置を示す概略図
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　次に、本発明の実施の形態を図面を参照して説明する。
【００１７】
　（有機ＥＬディスプレイの説明）
　図２は、有機ＥＬディスプレイの断面を示す模式図である。本実施形態による有機ＥＬ
ディスプレイ１は、透明性基板２と、その透明性基板２の一方の面上にライン状に複数形
成された第１電極すなわち陽極３（画素電極の層）と、各陽極３の間を区画する隔壁４と
、陽極３上に積層された有機発光媒体層５と、有機発光媒体層５上に積層されて陽極３と
対向配置された第２極すなわち陰極６（対向電極層）とを備えている。
【００１８】
　上記透明性基板２は、陽極３や有機発光媒体層５、陰極６を支持する基板であって、ガ
ラス基板やプラスチック製のフィルムまたはシートによって構成されている。プラスチッ
ク製のフィルムとしては、ポリエチレンテレフタレートやポリプロピレン、シクロオレフ
ィンポリマー、ポリアミド、ポリエーテルサルフォン、ポリメチルメタクリレート、ポリ
カーボネートを用いることができる。なお、透明性基板２の陽極３が形成されない他方の
面（図１では下面）に、セラミック蒸着フィルムやポリ塩化ビニリデン、ポリ塩化ビニル
、エチレン－酢酸ビニル共重合体鹸化物などの他のガスバリア性フィルムを積層してもよ
い。
【００１９】
　透光性基板２の上には、ライン状にパターニングされた陽極３が設けられる。陽極３の
材料としては、ＩＴＯ（インジウム錫複合酸化物）、ＩＺＯ（インジウム亜鉛複合酸化物
）、酸化錫、酸化亜鉛、酸化インジウム、酸化アルミニウム複合酸化物等の透明電極材料
等が使用できる。
【００２０】
　なお、低抵抗であること、耐溶剤性があること、透明性があることなどからＩＴＯを用
いることが好ましい。ＩＴＯはスパッタ法により透光性基板２上に形成されて、フォトリ
ソグラフィ法によりパターニングされライン状の陽極３とすることができる。
【００２１】
　次に、隔壁４の材質としては、感光性材料を使用することができる。隔壁を形成する感
光性材料としてはポジ型レジスト、ネガ型レジストのどちらであってもよいが、絶縁性を
備えている必要がある。隔壁が十分な絶縁性がない場合には隔壁を通じて隣り合う陽極３
に電流が流れてしまい表示不良が発生してしまう。具体的にはポリイミド系、アクリル樹
脂系、ノボラック樹脂系、フルオレン系といったものが挙げられるがこれに限定するもの
ではない。また、有機ＥＬディスプレイの表示品位を上げる目的で、光遮光性の材料を感
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光性材料に含有させても良い。また、隔壁材料に含フッ素化合物や含ケイ素化合物等の撥
液剤を適量添加することで、適度な撥液性を持たせることができる。なお、隔壁４の厚み
は０．５～５．０μｍにあることが望ましい。
【００２２】
　図２に示した具体例では、有機発光媒体層５は、正孔注入層７、正孔輸送層８、有機発
光層９、３層を含む多層構造を有するものである。また、それら構成層７～９の各層の厚
さは任意であるが、１０～１００ｎｍの範囲であればよく、１０～８０ｎｍであることが
より好ましい。尚、本発明に係る有機ＥＬディスプレイの有機発光媒体層５の構成は、正
孔注入層と発光層に加えて、正孔ブロック層、電子輸送層、電子注入層といった層を必要
に応じて積層した多層構造をとることができる。
【００２３】
　ところで、この正孔注入層７は、画素内の短辺方向の膜厚プロファイルが、中央が厚く
周辺部が薄くなる凸形状を有するように形成する必要がある。正孔注入層７の画素内の膜
厚プロファイルを凸形状にすることで、上層である正孔輸送層８、発光層９の膜形状も凸
形状に追従し、結果として発光層９の膜厚が均一化される。よって、画素内の外周部に集
中していた過大な電流を分散することができる。
【００２４】
　ここで、画素は本発明に係る有機ＥＬディスプレイを駆動する際の最小単位のことで、
この実施形態においては、ライン状陽極３とライン状陰極６とが交差する位置にあって、
隔壁４から表示画面に露出した部分である。そして、この実施形態においては、画素内の
短辺は隔壁４と隔壁４との間を結ぶ線で表現できる。
【００２５】
　また、膜厚プロファイルとは、接触式膜厚計で画素の片側の端部から隣の画素の同じ側
の端部までの距離（画素ピッチ）を測定した膜形状のことである。図３は正孔注入層の膜
厚プロファイルを示す概略図である。「正孔注入層が凸形状」とは、正孔注入層７の表面
のうち、正孔輸送層７に接する表面の中央部が正孔輸送層８側に盛り上がった形状である
ことを意味する。その画素内の膜厚プロファイルにおいて、凸形状の頂点と底辺との高さ
の差が１０～３０ｎｍであればよい。３０ｎｍ以上であると、この上に設けられた発光層
が正孔注入層の表面形状に追従できなくなって発光層９の膜厚が不均一となり、発光層９
の膜厚が薄くなる領域で過大な電流が流れ、発光特性や発光寿命の低下を引き起こすこと
がある。
【００２６】
　このような膜厚プロファイルを有する正孔注入層７を形成するためには、例えば、前記
隔壁４を正孔注入層７用インクを撥液する撥液性の材料で構成し、正孔注入層７を塗布し
たときに、その塗布膜を撥液するようにすればよい。また、正孔注入層７を塗布する際の
塗布液の粘度、乾燥工程、あるいは隔壁４の形状や寸法によって、正孔注入層７の高さを
調整することができる。また、正孔注入層７を構成する材料として、少なくとも１種類以
上の繰り返し構造を持つ高分子材料を使用することにより、このような膜厚プロファイル
の正孔注入層７を形成することが容易となる。
【００２７】
　本発明においては、正孔注入層７を構成する材料として、少なくとも１種類以上の繰り
返し構造を持つ高分子材料を使用するが、このような材料としては、発光効率の点から体
積抵抗率が１×１０６Ω・ｃｍ以下のものが好ましく使用できる。前述のように正孔注入
層７は中央が厚く周辺部が薄くなる凸形状に構成されるが、このような膜厚プロファイル
であっても、その材料が体積抵抗率１×１０６Ω・ｃｍ以下である場合には、得られる正
孔注入層７は発光層と比較して導電率が高いため、膜厚が薄くなる領域で過大な電流が流
れるというようなことがなく、発光特性や発光寿命に与える影響は少ない。
【００２８】
　正孔注入層７用のこのような材料は、例えばポリ（ｐ－フェニレンビニレン）、ポリア
ニリン、ポリチオフェンオリゴマー材料、その他の既知の正孔注入材料の中から選ぶこと
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ができる。
【００２９】
　正孔輸送層８は、陽極３から注入された正孔を陰極６の方向へ進め、正孔を通しながら
も電子が陽極３の方向へ進行することを防止する機能を有している。
【００３０】
　正孔輸送層８に用いられる正孔輸送材料は例えば、銅フタロシアニン、テトラ（ｔ－ブ
チル）銅フタロシアニン等の金属フタロシアニン類及び無金属フタロシアニン類、キナク
リドン化合物、１，１－ビス（４－ジ－ｐ－トリルアミノフェニル）シクロヘキサン、Ｎ
，Ｎ’－ジフェニル－Ｎ，Ｎ’－ビス（３－メチルフェニル）－１，１’－ビフェニル－
４，４’－ジアミン、Ｎ，Ｎ’－ジ（１－ナフチル）－Ｎ，Ｎ’－ジフェニル－１，１’
－ビフェニル－４，４’－ジアミン等の芳香族アミン系低分子正孔注入輸送材料や、ポリ
アニリン、ポリチオフェン、ポリビニルカルバゾール、ポリ（３，４－エチレンジオキシ
チオフェン）とポリスチレンスルホン酸との混合物などの高分子正孔輸送材料、ポリチオ
フェンオリゴマー材料、Ｃｕ２Ｏ，Ｃｒ２Ｏ３，Ｍｎ２Ｏ３，ＦｅＯｘ（ｘ～０．１），
ＮｉＯ，ＣｏＯ，Ｐｒ２Ｏ３，Ａｇ２Ｏ，ＭｏＯ２，Ｂｉ２Ｏ３，ＺｎＯ，ＴｉＯ２，Ｓ
ｎＯ２，ＴｈＯ２，Ｖ２Ｏ５，Ｎｂ２Ｏ５，Ｔａ２Ｏ５，ＭｏＯ３，ＷＯ３，ＭｎＯ２な
どの無機材料、その他既存の正孔輸送材料の中から選ぶことができる。
【００３１】
　発光層９は、電圧を印加することによって赤色、緑色または青色のいずれかの色に発光
する機能性材料の層である。前記発光層９に用いられる有機発光材料は、繰り返し構造を
持たない低分子発光材料である必要がある。本発明においては、発光層９がこのような低
分子発光材料で構成されているから、この発光層９を湿式法で形成した場合には、高分子
材料を使用した場合と異なり、ノズル塗工後のインク乾燥時に粘度変化が起こらないため
、インク溶媒が支配的となり、画素内の発光層の膜厚プロファイルは下層の膜厚プロファ
イルの影響を受け易くなる。そして、このため、その膜厚プロファイルを均一化して、画
素外周部で薄くなることを避けることが容易である。
【００３２】
　発光層９を構成するこのような材料としては、例えば、９，１０－ジアリールアントラ
セン誘導体、ピレン、コロネン、ペリレン、ルブレン、１，１，４，４－テトラフェニル
ブタジエン、トリス（８－キノラート）アルミニウム錯体、トリス（４－メチル－８－キ
ノラート）アルミニウム錯体、ビス（８－キノラート）亜鉛錯体、トリス（４－メチル－
５－トリフルオロメチル－８－キノラート）アルミニウム錯体、トリス（４－メチル－５
－シアノ－８－キノラート）アルミニウム錯体、ビス（２－メチル－５－トリフルオロメ
チル－８－キノリノラート）［４－（４－シアノフェニル）フェノラート］アルミニウム
錯体、ビス（２－メチル－５－シアノ－８－キノリノラート）［４－（４－シアノフェニ
ル）フェノラート］アルミニウム錯体、トリス（８－キノリノラート）スカンジウム錯体
、ビス［８－（パラ－トシル）アミノキノリン］亜鉛錯体及びカドミウム錯体、１，２，
３，４－テトラフェニルシクロペンタジエン、ポリ－２，５－ジヘプチルオキシ－パラ－
フェニレンビニレンなどが使用できる。
【００３３】
　上記陰極６は、陽極３のラインパターンと直交するラインパターンで形成する。陰極６
の材料としては、発光層の発光特性に応じたものを使用でき、例えば、リチウム、マグネ
シウム、カルシウム、イッテルビウム、アルミニウムなどの金属単体などが挙げられる。
また、これら金属単体と金、銀などの安定な金属との合金などが挙げられる。また、イン
ジウム、亜鉛、錫などの導電性酸化物を用いることもできる。陰極６は通常の抵抗加熱、
ＥＢ加熱などの真空蒸着やスパッタリング法などによって形成される。
【００３４】
　（製造方法の説明）
　次に、以上のような構成の有機ＥＬディスプレイ１の製造方法を説明する。
まず、透光性基板２上に第１の電極である陽極３を形成する。これは、透光性基板２上の
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全面にスパッタリング法を用いて透明電極材料の膜を形成し、さらにフォトリソグラフィ
技術による露光、現像を行って、陽極３として残存させる要部をフォトレジストで被覆す
ると共に、不要部を塩化第二鉄溶液でエッチングして透明電極材料の膜を除去する。この
ようにして、所定の間隔をあけて配置されたライン状の陽極３が形成される。
【００３５】
　次に、各陽極３の間に隔壁４を形成する。これは、透光性基板２あるいは陽極３上にフ
ォトレジストを塗布し、フォトリソグラフィ技術による露光、現像を行って、各陽極３の
間にフォトレジストを残存させる。その後、ベーキングを行うことでフォトレジストを硬
化させる。
【００３６】
　その後、陽極３上に有機発光媒体層５を形成する。有機発光媒体層５を構成する各層を
形成する方法としては、これら各層を構成するこのような材料を溶媒に溶解又は分散して
インクとし、このインクを塗布する湿式法が好ましく使用できる。中でも、正孔注入層と
発光層はノズルプリント法により形成されることが好ましい。
【００３７】
　図４はノズルプリント法に使用するノズル塗工装置１２を示す概略図である。このノズ
ル塗工装置１２は、インク供給タンク１３に入っている上述のインク１４が、インク供給
チューブ１５を通ってノズルヘッド１６へと供給される。インク供給タンク１３を加圧１
７することでインク１４をノズルヘッド１６へ流すことができる。インク供給タンク１３
とノズルの間には吐出されるインクの量を制御する流量制御弁１８、ノズルヘッド１６に
流れるインク流量を測定するための流量計１９を備えている。
【００３８】
　そして、ノズルヘッド１６の吐出口から供給されたインク１４を吐出させ、透光性基板
２に塗膜を形成する。ストライプ状のＲ（Ｒｅｄ）又はＧ（Ｇｒｅｅｎ）又はＢ（Ｂｌｕ
ｅ）の隔壁４で区切られた画素形成領域に連続的にインク１４を塗布し、画素となる塗膜
を形成する。
【００３９】
　ノズルから吐出されるインクはインク乾燥によるノズル詰まりや飛行曲がりを考慮する
と連続して吐出し続ける方が好ましい。そのため、吐出したくない部分等をマスキングし
たりダミーパターンを設けたりすることがあるが、パネルとして問題なければどのような
方法をとっても構わない。
【００４０】
　前記インクの溶媒としては、トルエン、キシレン、メシチレン、クメン、アニソール、
メチルアニソール、パラシメン、テトラリン、シクロヘキシルベンゼン、メチルナフタレ
ン、シクロヘキサノン、シクロヘキシルベンゼン、安息香酸メチル、安息香酸エチル、水
、エタノール、アセトン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、メタノール、
イソプロピルアルコール、酢酸エチル、酢酸ブチルなどの単独溶媒又はこれらの混合溶媒
を用いることができる。なお、撥液性の隔壁を利用した場合には、インク中の溶剤の材質
に応じて、得られる正孔注入層７の膜厚プロファイルが異なる結果になる。すなわち、後
述する実施例及び比較例１，２から分かるように、トルエンを使用した場合は正孔注入層
７の凸形状の頂点と底辺の膜厚差が大きく、アニソールを使用した場合は小さい。また、
テトラリン使用した場合には膜厚プロファイルは凹形状になる。
【００４１】
　なお、このほか、このインクには必要に応じて界面活性剤や酸化防止剤、粘度調整剤、
紫外線吸収剤などを添加してもよい。ここで、粘度調整剤としては、例えばポリスチレン
、ポリビニルカルバゾールなどを用いることができる。
【００４２】
　なお、これら各層を形成するインク中に含まれる材料の濃度は、０．０５重量％以上１
０．０重量％以下の範囲であればよく、１．０重量％以上５．０重量％以下であることが
好ましい。インクの濃度が高すぎると、インクがゲル化したり、インクの固形分成分が沈
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殿したりすることがあるためである。
【００４３】
　次に、陰極６は、陽極３のラインパターンと直交するパターンで抵抗加熱蒸着法などの
蒸着法によって蒸着して形成する。最後に、これら陽極３、有機発光媒体層５及び陰極６
を空気中の酸素や水分から保護するために樹脂層１０を充填し、封止基板１１で被覆、封
止して有機ＥＬディスプレイ１を製造する。
【実施例】
【００４４】
　以下、実施例及び比較例を示して本発明を説明する。
【００４５】
　「実施例１」
　図２に示すように、透光性基板２として厚さが０．７ｍｍ、３インチサイズのガラスを
用い、幅７０μｍ、スペース６０μｍのライン状に陽極３を形成した。次に、陽極３を形
成した透光性基板上２にポリイミド系のレジストをスピンコートし、フォトリソグラフィ
法による現像後に、約１５０℃、６０分間のベーキングを行うことによって陽極３の間に
ストライプパターンを有する隔壁４を形成した。また、隔壁４は、透光性基板２と接触す
る下端の幅が３０μｍ、上端の幅が５μｍ、高さが２．５μｍであり、断面はほぼ台形状
となっている。隔壁４は、撥液性を有している。次に、正孔注入層７は、正孔注入材料と
してポリ（ｐ－フェニレンビニレン）及びポリアニリンから成る混合物を用いてこれをア
ニソールに分散させて濃度を３．０重量％とした分散液をノズルプリント法で塗布し、こ
れを乾燥させることによって形成した。触針式段差計にて正孔注入層の画素内の膜厚を測
定したところ、膜厚プロファイルは凸形状であり、凸形状の頂点と底辺の膜厚差は１８ｎ
ｍであった。正孔輸送層７は、正孔輸送材料としてポリアリーレン誘導体を用いてこれを
キシレンに溶解させて濃度を３．０重量％とした分散液をノズルコート法で塗布し、これ
を乾燥させることによって形成した。発光層８は、緑色に発光する画素に用いられる低分
子発光材料で、ホスト材として２，２′，２″－（１，３，５－ベンゼントリイル）トリ
ス（１－フェニル－１Ｈ－ベンゾイミダゾール）（ＴＰＢｉ）、ドープ材としてトリス（
２－（ｐ－トリル）ピリジン）イリジウムＩＩＩ（Ｉｒ（ｍｐｐｙ）３）をキシレンに溶
解して５．０重量％インキとしたものをノズルプリント法にて正孔輸送層７上に塗布した
。その後、１５０℃、３０分、不活性ガス雰囲気下で乾燥を行い、厚さ７０ｎｍの有機発
光層８を得た。最後に陰極として真空蒸着法でＬｉＦを０．５ｎｍ成膜し、次にＡｌを１
５０ｎｍ成膜した。その後、封止基板を接着し有機ＥＬディスプレイ１を得た。
【００４６】
　このようにして製造された有機ＥＬディスプレイ１の陽極３及び陰極６に電圧を印加し
たところ、効率３０ｃｄ／Ａ、色度（０．３３、０．６２）の発光が得られた。初期輝度
２００ｃｄ／ｍ２における輝度半減時間は４８７０時間であった。
【００４７】
　「比較例１」
　正孔注入層のインク溶媒にトルエンを使用した点以外は実施例１と同じ条件で製造され
た有機ＥＬディスプレイ１の陽極３及び陰極６に電圧を印加したところ、効率２０ｃｄ／
Ａ、色度（０．３３、０．６２）の発光が得られた。初期輝度２００ｃｄ／ｍ２における
輝度半減時間は２３１２時間であった。
【００４８】
　この有機ＥＬディスプレイ１の正孔注入層８の画素内の膜厚を測定したところ、膜厚プ
ロファイルは凸形状であり、凸形状の頂点と底辺の膜厚差は３５ｎｍであった。
【００４９】
　「比較例２」
　正孔注入層のインク溶媒にテトラリンを使用した点以外は実施例１と同じ条件で有機発
光層８を形成したところ、効率２５ｃｄ／Ａ、色度（０．３３、０．６２）の発光が得ら
れた。初期輝度２００ｃｄ／ｍ２における輝度半減時間は２１３０時間であった。画素外
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周部で強い発光が見られた。
【００５０】
　この有機ＥＬディスプレイ１の正孔注入層８の画素内の膜厚を測定したところ、膜厚プ
ロファイルは凹形状であった。
【００５１】
　「考察」
　実施例１と比較例１，２とを比較すると、正孔注入層を形成するインクの溶剤の材質の
相違により、得られた正孔注入層の膜厚プロファイルが異なる結果になることが分かる。
すなわち、トルエンを使用した場合（比較例１）は正孔注入層７の凸形状の頂点と底辺と
の膜厚差が大きく、アニソールを使用した場合（実施例１）は小さい。また、テトラリン
使用した場合（比較例２）には膜厚プロファイルは凹形状になる。
【００５２】
　そして、溶剤としてテトラリン使用し、従って凹形状の正孔注入層を形成した場合（比
較例２）には、有機ＥＬディスプレイの輝度半減時間が２１３０時間であるのに対して、
アニソールを使用して凸形状の正孔注入層を形成した場合（実施例１）には、輝度半減時
間は４８７０時間であって、その発光特性や発光寿命が大幅に改善されていることが分か
る。そして、この結果から、正孔注入層の膜厚プロファイルの相違によって発光特性や発
光寿命が異なり、膜厚プロファイルが凸形状の場合に優れた発光特性や発光寿命を示すこ
とが分かる。
【００５３】
　次に、実施例１と比較例１とを比較すると、実施例１では凸形状の頂点と底辺の膜厚差
が１８ｎｍであるのに対して、比較例１では３５ｎｍであり、比較例１の方が凸形状の頂
点と底辺の膜厚差が大きい。このように比較例１の方が凸形状の頂点と底辺の膜厚差が大
きいにも拘らず、比較例１の輝度半減時間は２３１２時間であって、実施例１より劣って
いる。この結果から、膜厚プロファイルの凸形状の頂点と底辺との膜厚差が大きいほど発
光特性や発光寿命がよいのではなく、およそ３０ｎｍを越えると、反って発光特性や発光
寿命の低下を引き起こすことが理解できる。
【産業上の利用可能性】
【００５４】
　この発明によれば、正孔注入層の画素内の膜厚プロファイルを凸形状とし、しかも、凸
部頂点と底辺との高さの差を１０～３０ｎｍの範囲にすることで、画素外周部の発光を緩
和し、発光特性に優れた有機ＥＬを製造することができる。
【符号の説明】
【００５５】
　１　有機ＥＬディスプレイ
　２　透光性基板
　３　陽極（画素電極、第一電極）
　４　隔壁
　５　有機発光媒体層
　６　陰極（対向電極、第二電極）
　７　正孔注入層
　８　正孔輸送層
　９　有機発光層
　１０　樹脂層
　１１　封止基板
　１２　ノズル塗工装置
　１３　インク供給タンク
　１４　インク
　１５　インク供給チューブ
　１６　ノズルヘッド
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　１７　加圧機
　１８　流量制御弁
　１９　流量計

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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/DD70 3K107/DD71 3K107/DD79 3K107/DD87 3K107/FF15 3K107/GG06

外部链接 Espacenet

摘要(译)

甲防止发光层的厚度在象素周边部分更薄，该部分防止过电流流动时，
其提供的发射特性发射寿命优异的有机EL显示器及其制造方法。 在基板
2上的阳极3，有机发光介质层5，阴极6形成在该顺序，和所述有机发光
介质层5是在阳极侧的空穴注入层7，在相对侧上的发光层9在有机EL显
示器，它包括具有至少一个或多个重复的结构，在像素的短边方向的厚
度分布的聚合物材料形成的空穴注入层，该中心是厚周边部分薄凸的形
状，在凸顶点和基部之间的高度差是在10〜30nm的范围内，而发光层由
不具有重复结构的低分子发光材料的。提高空穴注入层上的发光层的厚
度分布，它能够防止在发光层的厚度变得薄于像素周边部。 点域
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